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１．概要（Summary ） 

エリプソメータ (日本分光、M-500S) を用いて、シ

リコン基板上に作製したブロックコポリマー薄膜の

膜厚測定を行った。 

 

 

２．実験（Experimental） 

 【利用した主な装置】エリプソメータ（日本分光製 

M-500S） 

【実験方法】過酸化水素水／硫酸混合液により表面

を親水化したシリコン基板に対して、新規ブロックコ

ポリマー (未発表のため分子構造は開示できない) 

の DMF 溶液 (5wt%) をスピンコートすることで薄膜

を得た。エリプソメータを用いて、本薄膜の膜厚を測

定した。測定波長は 632.8 nm、入射角を 60 °とした。

5回の測定を行い、その平均値を膜厚とした。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 今回新たに合成したブロックコポリマー6 種類につ

いて薄膜を作製し、その膜厚を調べたところいずれの

場合も 100 nm 程度であることが判明した。これらの

ブロックコポリマーはほぼ同じモノマー組成比を有

しているが、分岐構造が異なっている。この結果から、

分岐構造は膜厚に殆ど影響しないことが明らかとな

った。また、エリプソメータで算出した膜厚は、原子

間力顕微鏡で求めた膜厚と比較的良く一致していた。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

エリプソメータの使用方法をご教授いただきまし

た Agus Subagyo 様に感謝申し上げます。 

 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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